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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直立状態に保持された基板にマスクを介して成膜材料を付着せしめて成膜を行う成膜室
を備えた成膜装置であって、前記成膜室に、前記マスクを直立状態に取り付けたアライメ
ント枠を前記基板に対して調整移動して、前記マスクが前記基板に対して適正位置となる
ように前記マスクと前記基板との位置合わせを行うアライメント駆動機構と、前記基板に
前記成膜材料を付着せしめる蒸発源と、この蒸発源を前記基板若しくは前記マスクの搬送
方向に沿って往復ガイド移動させる蒸発源ガイド機構と、前記蒸発源と対向する複数の成
膜位置に前記基板及び前記マスクを夫々直立状態で搬送するマスク搬送機構及び基板搬送
機構とを設け、前記アライメント駆動機構を前記複数の成膜位置に夫々設けて、一の前記
成膜位置において前記蒸発源により成膜を行いながら他の前記成膜位置において前記アラ
イメント駆動機構により前記マスクと前記基板との位置合わせを行えるように構成し、前
記蒸発源ガイド機構と前記成膜室の内壁面との間に、成膜室の変形を吸収する変形吸収機
構を設けたことを特徴とする成膜装置。
【請求項２】
　前記蒸発源からの前記基板への放熱を防止する蒸発源冷却機構を備えたことを特徴とす
る請求項１記載の成膜装置。
【請求項３】
　前記マスクの前記蒸発源側にこのマスクを冷却するマスク冷却機構を設けると共に、前
記基板のマスクが設けられる表面とは反対側の裏面側にこの基板を冷却する基板冷却機構
を設けたことを特徴とする請求項１，２のいずれか１項に記載の成膜装置。
【請求項４】
　前記成膜室に前記蒸発源の前記成膜材料が収納される坩堝を交換する坩堝交換機構を設
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けたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の成膜装置。
【請求項５】
　前記アライメント駆動機構は、前記成膜室の外部に設けられこの成膜室の上部側に固定
される上部側固定ベース部と、この上部側固定ベース部に対してマスク表面に平行なＸ方
向及びＹ方向に移動可能な上部側移動ベース部と、一端が前記マスク表面上の回転方向で
あるθ方向に回転自在に前記上部側移動ベース部に支持され、他端が前記成膜室の上部に
設けた上部貫通孔を通じて前記成膜室内の前記アライメント枠の上部に連結する上部側連
結体とから成る上部側駆動機構か若しくは、前記成膜室の外部に設けられこの成膜室の下
部側に固定される下部側固定ベース部と、この下部側固定ベース部に対してマスク表面に
平行なＸ方向及びＹ方向に移動可能な下部側移動ベース部と、一端が前記マスク表面上の
回転方向であるθ方向に回転自在に前記下部側移動ベース部に支持され、他端が前記成膜
室の下部に設けた下部貫通孔を通じて前記成膜室内の前記アライメント枠の下部に連結す
る下部側連結体とから成る下部側駆動機構で構成し、前記上部側連結体及び前記下部側連
結体の前記アライメント枠との連結部は前記上部貫通孔及び前記下部貫通孔を夫々気密状
態で封止するベローズを介して前記成膜室内に設けたことを特徴とする請求項１～４のい
ずれか１項に記載の成膜装置。
【請求項６】
　前記アライメント駆動機構は、前記成膜室の外部に設けられこの成膜室の上部側に固定
される上部側固定ベース部と、この上部側固定ベース部に対してマスク表面に平行なＸ方
向及びＹ方向に移動可能な上部側移動ベース部と、一端が前記マスク表面上の回転方向で
あるθ方向に回転自在に前記上部側移動ベース部に支持され、他端が前記成膜室の上部に
設けた上部貫通孔を通じて前記成膜室内の前記アライメント枠の上部に連結する上部側連
結体とから成る上部側駆動機構と、前記成膜室の外部に設けられこの成膜室の下部側に固
定される下部側固定ベース部と、この下部側固定ベース部に対してマスク表面に平行なＸ
方向及びＹ方向に移動可能な下部側移動ベース部と、一端が前記マスク表面上の回転方向
であるθ方向に回転自在に前記下部側移動ベース部に支持され、他端が前記成膜室の下部
に設けた下部貫通孔を通じて前記成膜室内の前記アライメント枠の下部に連結する下部側
連結体とから成る下部側駆動機構とで構成し、前記上部側連結体及び前記下部側連結体の
前記アライメント枠との連結部は前記上部貫通孔及び前記下部貫通孔を夫々気密状態で封
止するベローズを介して前記成膜室内に設けたことを特徴とする請求項１～４のいずれか
１項に記載の成膜装置。
【請求項７】
　前記アライメント駆動機構は、前記成膜室の外部に設けられこの成膜室の上部側に固定
される上部側固定ベース部と、この上部側固定ベース部に対してマスク表面に平行なＸ方
向及びＹ方向に移動可能な上部側移動ベース部と、一端が前記マスク表面上の回転方向で
あるθ方向に回転自在に前記上部側移動ベース部に支持され、他端が前記成膜室の上部に
設けた上部貫通孔を通じて前記成膜室内の前記アライメント枠の上部に連結する上部側連
結体とから成る上部側駆動機構か若しくは、前記成膜室の外部に設けられこの成膜室の下
部側に固定される下部側固定ベース部と、この下部側固定ベース部に対してマスク表面に
平行なＸ方向及びＹ方向に移動可能な下部側移動ベース部と、一端が前記マスク表面上の
回転方向であるθ方向に回転自在に前記下部側移動ベース部に支持され、他端が前記成膜
室の下部に設けた下部貫通孔を通じて前記成膜室内の前記アライメント枠の下部に連結す
る下部側連結体とから成る下部側駆動機構で構成し、前記上部側駆動機構若しくは前記下
部側駆動機構に、Ｘ方向用駆動装置若しくはＹ方向用駆動装置またはその双方を設け、こ
のＸ方向用駆動装置及びＹ方向用駆動装置により前記上部側移動ベース部若しくは前記下
部側移動ベース部を上部側固定ベース部若しくは下部側固定ベース部に対してＸ方向及び
Ｙ方向に移動せしめることで、前記上部側連結体若しくは前記下部側連結体を介して前記
アライメント枠をＸ，Ｙ及びθ方向に調整移動し得るように構成し、前記上部側連結体及
び前記下部側連結体の前記アライメント枠との連結部は前記上部貫通孔及び前記下部貫通
孔を夫々気密状態で封止するベローズを介して前記成膜室内に設けたことを特徴とする請



(3) JP 2012-140671 A5 2014.2.20

求項１～４のいずれか１項に記載の成膜装置。
【請求項８】
　前記アライメント駆動機構は、前記成膜室の外部に設けられこの成膜室の上部側に固定
される上部側固定ベース部と、この上部側固定ベース部に対してマスク表面に平行なＸ方
向及びＹ方向に移動可能な上部側移動ベース部と、一端が前記マスク表面上の回転方向で
あるθ方向に回転自在に前記上部側移動ベース部に支持され、他端が前記成膜室の上部に
設けた上部貫通孔を通じて前記成膜室内の前記アライメント枠の上部に連結する上部側連
結体とから成る上部側駆動機構と、前記成膜室の外部に設けられこの成膜室の下部側に固
定される下部側固定ベース部と、この下部側固定ベース部に対してマスク表面に平行なＸ
方向及びＹ方向に移動可能な下部側移動ベース部と、一端が前記マスク表面上の回転方向
であるθ方向に回転自在に前記下部側移動ベース部に支持され、他端が前記成膜室の下部
に設けた下部貫通孔を通じて前記成膜室内の前記アライメント枠の下部に連結する下部側
連結体とから成る下部側駆動機構とで構成し、前記上部側駆動機構及び前記下部側駆動機
構に、夫々Ｘ方向用駆動装置若しくはＹ方向用駆動装置またはその双方を設け、このＸ方
向用駆動装置及びＹ方向用駆動装置により前記上部側移動ベース部及び前記下部側移動ベ
ース部を上部側固定ベース部及び下部側固定ベース部に対してＸ方向及びＹ方向に移動せ
しめることで、前記上部側連結体及び前記下部側連結体を介して前記アライメント枠をＸ
，Ｙ及びθ方向に調整移動し得るように構成し、前記上部側連結体及び前記下部側連結体
の前記アライメント枠との連結部は前記上部貫通孔及び前記下部貫通孔を夫々気密状態で
封止するベローズを介して前記成膜室内に設けたことを特徴とする請求項５～７のいずれ
か１項に記載の成膜装置。
【請求項９】
　前記マスク表面に平行な上下方向であるＹ方向に前記下部側移動ベース部を移動せしめ
る前記下部側駆動機構に設けられる前記Ｙ方向用駆動装置は、前記各下部側移動ベース部
を夫々独立して移動可能に構成し、前記上部側駆動機構には前記Ｙ方向用駆動装置を設け
ないことを特徴とする請求項８記載の成膜装置。
【請求項１０】
　前記マスク表面に平行な上下方向であるＹ方向に前記上部側移動ベース部を移動せしめ
る前記上部側駆動機構に設けられる前記Ｙ方向用駆動装置は、前記各上部側移動ベース部
を夫々独立して移動可能に構成し、前記下部側駆動機構には前記Ｙ方向用駆動装置を設け
ないことを特徴とする請求項８記載の成膜装置。
【請求項１１】
　前記上部側移動ベース部は、前記上部側固定ベース部に対し前記上部側移動ベース部を
Ｘ方向及びＹ方向に案内する直動案内部を介して前記上部側固定ベース部に連結し、前記
上部側連結体は、前記各上部側移動ベース部に対し前記上部側連結体をθ方向に案内する
回動案内部を介して前記各上部側移動ベース部に連結し、前記下部側移動ベース部は、前
記下部側固定ベース部に対し前記下部側移動ベース部をＸ方向及びＹ方向に案内する直動
案内部を介して前記下部側固定ベース部に連結し、前記下部側連結体は、前記各下部側移
動ベース部に対し前記下部側連結体をθ方向に案内する回動案内部を介して前記各下部側
移動ベース部に連結したことを特徴とする請求項８～１０のいずれか１項に記載の成膜装
置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】成膜装置
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、成膜装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、有機ＥＬ表示パネルの製造装置における搬送方式は、基板サイズが例えば第４世
代のハーフカットサイズ以下で、重力によるガラス基板のたわみが小さく問題にならない
ため、フェースダウンの水平搬送が主流となっている。
【０００３】
　ところで、将来、基板サイズが大きくなる（第４世代以上となる）のは明らかであり、
基板を水平搬送する場合には、基板が大型化するとそれに伴い装置の設置スペースが増大
する。
【０００４】
　また、基板サイズが大きくなってもアライメントの精度は変わらず、相対的な位置合わ
せの困難さが増加する。更に、水平搬送では基板のたわみにより、基板とマスクとの位置
合わせに問題が生じることが懸念される。
【０００５】
　そこで、装置の設置スペースの増大を抑制するため、また、重力による基板のたわみを
軽減するため、例えば特許文献１に開示されるように、基板を垂直状態（直立状態）で搬
送する垂直搬送方式が提案されている。
【０００６】
　また、位置合わせのためのアライメントユニットが平面方向に張り出し、設置スペース
を増大させる可能性がある。
【０００７】
　また、基板の大型化に伴いチャンバ（成膜室）も大型化し、これによりチャンバの変形
が増大するため、チャンバの変形が内部のＬＭ（Linear Motion）ガイドに過負荷として
働き、それだけＬＭガイドの寿命を短縮させる。また、変形を小さくするようにチャンバ
の強度を上げると重量が重くなり、それだけコスト及び運搬の問題が生じる。
【０００８】
　また、有機ＥＬの蒸着素材は非常に高価であるため、蒸着材料を無駄なく効率よく使用
することが要望されている。即ち、通常の蒸着装置では、蒸着完了後、次の基板のセッテ
ィングが完了するまで蒸発源は蒸着材料を噴出し続けるため、その分が無駄となり、それ
だけ蒸着材料の使用効率が低下している。また、基板と蒸発源とを近づけると使用効率は
向上するが、基板、マスクが温度上昇し蒸着パターンがずれる問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００５－３４０４２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上述のような問題を解決すべくなされたもので、省スペースを実現しつつ、
チャンバの変形の影響を可及的に軽減し、また、アライメント精度を確保可能で、材料の
使用効率の向上も図れるなど、第４世代以上の大型基板にも対応可能な極めて実用性に秀
れた成膜装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　添付図面を参照して本発明の要旨を説明する。
【００１２】
　直立状態に保持された基板２にマスク３を介して成膜材料を付着せしめて成膜を行う成
膜室１を備えた成膜装置であって、前記成膜室１に、前記マスク３を直立状態に取り付け
たアライメント枠４を前記基板２に対して調整移動して、前記マスク３が前記基板２に対
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して適正位置となるように前記マスク３と前記基板２との位置合わせを行うアライメント
駆動機構と、前記基板２に前記成膜材料を付着せしめる蒸発源100と、この蒸発源100を前
記基板２若しくは前記マスク３の搬送方向に沿って往復ガイド移動させる蒸発源ガイド機
構と、前記蒸発源100と対向する複数の成膜位置に前記基板２及び前記マスク３を夫々直
立状態で搬送するマスク搬送機構及び基板搬送機構とを設け、前記アライメント駆動機構
を前記複数の成膜位置に夫々設けて、一の前記成膜位置において前記蒸発源100により成
膜を行いながら他の前記成膜位置において前記アライメント駆動機構により前記マスク３
と前記基板２との位置合わせを行えるように構成し、前記蒸発源ガイド機構と前記成膜室
１の内壁面との間に、成膜室１の変形を吸収する変形吸収機構を設けたことを特徴とする
成膜装置に係るものである。
【００１３】
　また、前記蒸発源100からの前記基板２への放熱を防止する蒸発源冷却機構を備えたこ
とを特徴とする請求項１記載の成膜装置に係るものである。
【００１４】
　また、前記マスク３の前記蒸発源100側にこのマスク３を冷却するマスク冷却機構を設
けると共に、前記基板２のマスク３が設けられる表面とは反対側の裏面側にこの基板２を
冷却する基板冷却機構を設けたことを特徴とする請求項１，２のいずれか１項に記載の成
膜装置に係るものである。
【００１５】
　また、前記成膜室１に前記蒸発源100の前記成膜材料が収納される坩堝104を交換する坩
堝交換機構を設けたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の成膜装置に係
るものである。
【００１６】
　また、前記アライメント駆動機構は、前記成膜室１の外部に設けられこの成膜室１の上
部側に固定される上部側固定ベース部５と、この上部側固定ベース部５に対してマスク表
面に平行なＸ方向及びＹ方向に移動可能な上部側移動ベース部６と、一端が前記マスク表
面上の回転方向であるθ方向に回転自在に前記上部側移動ベース部６に支持され、他端が
前記成膜室１の上部に設けた上部貫通孔７を通じて前記成膜室１内の前記アライメント枠
４の上部に連結する上部側連結体８とから成る上部側駆動機構か若しくは、前記成膜室１
の外部に設けられこの成膜室１の下部側に固定される下部側固定ベース部９と、この下部
側固定ベース部９に対してマスク表面に平行なＸ方向及びＹ方向に移動可能な下部側移動
ベース部10と、一端が前記マスク表面上の回転方向であるθ方向に回転自在に前記下部側
移動ベース部10に支持され、他端が前記成膜室１の下部に設けた下部貫通孔11を通じて前
記成膜室１内の前記アライメント枠４の下部に連結する下部側連結体12とから成る下部側
駆動機構で構成し、前記上部側連結体８及び前記下部側連結体12の前記アライメント枠４
との連結部は前記上部貫通孔７及び前記下部貫通孔11を夫々気密状態で封止するベローズ
34，35を介して前記成膜室１内に設けたことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に
記載の成膜装置に係るものである。
【００１７】
　また、前記アライメント駆動機構は、前記成膜室１の外部に設けられこの成膜室１の上
部側に固定される上部側固定ベース部５と、この上部側固定ベース部５に対してマスク表
面に平行なＸ方向及びＹ方向に移動可能な上部側移動ベース部６と、一端が前記マスク表
面上の回転方向であるθ方向に回転自在に前記上部側移動ベース部６に支持され、他端が
前記成膜室１の上部に設けた上部貫通孔７を通じて前記成膜室１内の前記アライメント枠
４の上部に連結する上部側連結体８とから成る上部側駆動機構と、前記成膜室１の外部に
設けられこの成膜室１の下部側に固定される下部側固定ベース部９と、この下部側固定ベ
ース部９に対してマスク表面に平行なＸ方向及びＹ方向に移動可能な下部側移動ベース部
10と、一端が前記マスク表面上の回転方向であるθ方向に回転自在に前記下部側移動ベー
ス部10に支持され、他端が前記成膜室１の下部に設けた下部貫通孔11を通じて前記成膜室
１内の前記アライメント枠４の下部に連結する下部側連結体12とから成る下部側駆動機構
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とで構成し、前記上部側連結体８及び前記下部側連結体12の前記アライメント枠４との連
結部は前記上部貫通孔７及び前記下部貫通孔11を夫々気密状態で封止するベローズ34，35
を介して前記成膜室１内に設けたことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の
成膜装置に係るものである。
【００１８】
　また、前記アライメント駆動機構は、前記成膜室１の外部に設けられこの成膜室１の上
部側に固定される上部側固定ベース部５と、この上部側固定ベース部５に対してマスク表
面に平行なＸ方向及びＹ方向に移動可能な上部側移動ベース部６と、一端が前記マスク表
面上の回転方向であるθ方向に回転自在に前記上部側移動ベース部６に支持され、他端が
前記成膜室１の上部に設けた上部貫通孔７を通じて前記成膜室１内の前記アライメント枠
４の上部に連結する上部側連結体８とから成る上部側駆動機構か若しくは、前記成膜室１
の外部に設けられこの成膜室１の下部側に固定される下部側固定ベース部９と、この下部
側固定ベース部９に対してマスク表面に平行なＸ方向及びＹ方向に移動可能な下部側移動
ベース部10と、一端が前記マスク表面上の回転方向であるθ方向に回転自在に前記下部側
移動ベース部10に支持され、他端が前記成膜室１の下部に設けた下部貫通孔11を通じて前
記成膜室１内の前記アライメント枠４の下部に連結する下部側連結体12とから成る下部側
駆動機構で構成し、前記上部側駆動機構若しくは前記下部側駆動機構に、Ｘ方向用駆動装
置若しくはＹ方向用駆動装置またはその双方を設け、このＸ方向用駆動装置及びＹ方向用
駆動装置により前記上部側移動ベース部６若しくは前記下部側移動ベース部10を上部側固
定ベース部５若しくは下部側固定ベース部９に対してＸ方向及びＹ方向に移動せしめるこ
とで、前記上部側連結体８若しくは前記下部側連結体12を介して前記アライメント枠４を
Ｘ，Ｙ及びθ方向に調整移動し得るように構成し、前記上部側連結体８及び前記下部側連
結体12の前記アライメント枠４との連結部は前記上部貫通孔７及び前記下部貫通孔11を夫
々気密状態で封止するベローズ34，35を介して前記成膜室１内に設けたことを特徴とする
請求項１～４のいずれか１項に記載の成膜装置に係るものである。
【００１９】
　また、前記アライメント駆動機構は、前記成膜室１の外部に設けられこの成膜室１の上
部側に固定される上部側固定ベース部５と、この上部側固定ベース部５に対してマスク表
面に平行なＸ方向及びＹ方向に移動可能な上部側移動ベース部６と、一端が前記マスク表
面上の回転方向であるθ方向に回転自在に前記上部側移動ベース部６に支持され、他端が
前記成膜室１の上部に設けた上部貫通孔７を通じて前記成膜室１内の前記アライメント枠
４の上部に連結する上部側連結体８とから成る上部側駆動機構と、前記成膜室１の外部に
設けられこの成膜室１の下部側に固定される下部側固定ベース部９と、この下部側固定ベ
ース部９に対してマスク表面に平行なＸ方向及びＹ方向に移動可能な下部側移動ベース部
10と、一端が前記マスク表面上の回転方向であるθ方向に回転自在に前記下部側移動ベー
ス部10に支持され、他端が前記成膜室１の下部に設けた下部貫通孔11を通じて前記成膜室
１内の前記アライメント枠４の下部に連結する下部側連結体12とから成る下部側駆動機構
とで構成し、前記上部側駆動機構及び前記下部側駆動機構に、夫々Ｘ方向用駆動装置若し
くはＹ方向用駆動装置またはその双方を設け、このＸ方向用駆動装置及びＹ方向用駆動装
置により前記上部側移動ベース部６及び前記下部側移動ベース部10を上部側固定ベース部
５及び下部側固定ベース部９に対してＸ方向及びＹ方向に移動せしめることで、前記上部
側連結体８及び前記下部側連結体12を介して前記アライメント枠４をＸ，Ｙ及びθ方向に
調整移動し得るように構成し、前記上部側連結体８及び前記下部側連結体12の前記アライ
メント枠４との連結部は前記上部貫通孔７及び前記下部貫通孔11を夫々気密状態で封止す
るベローズ34，35を介して前記成膜室１内に設けたことを特徴とする請求項５～７のいず
れか１項に記載の成膜装置に係るものである。
【００２０】
　また、前記マスク表面に平行な上下方向であるＹ方向に前記下部側移動ベース部10を移
動せしめる前記下部側駆動機構に設けられる前記Ｙ方向用駆動装置は、前記各下部側移動
ベース部10を夫々独立して移動可能に構成し、前記上部側駆動機構には前記Ｙ方向用駆動
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装置を設けないことを特徴とする請求項８記載の成膜装置に係るものである。
【００２１】
　また、前記マスク表面に平行な上下方向であるＹ方向に前記上部側移動ベース部６を移
動せしめる前記上部側駆動機構に設けられる前記Ｙ方向用駆動装置は、前記各上部側移動
ベース部６を夫々独立して移動可能に構成し、前記下部側駆動機構には前記Ｙ方向用駆動
装置を設けないことを特徴とする請求項８記載の成膜装置に係るものである。
【００２２】
　また、前記上部側移動ベース部６は、前記上部側固定ベース部５に対し前記上部側移動
ベース部６をＸ方向及びＹ方向に案内する直動案内部を介して前記上部側固定ベース部５
に連結し、前記上部側連結体８は、前記各上部側移動ベース部６に対し前記上部側連結体
８をθ方向に案内する回動案内部を介して前記各上部側移動ベース部６に連結し、前記下
部側移動ベース部10は、前記下部側固定ベース部９に対し前記下部側移動ベース部10をＸ
方向及びＹ方向に案内する直動案内部を介して前記下部側固定ベース部９に連結し、前記
下部側連結体12は、前記各下部側移動ベース部10に対し前記下部側連結体12をθ方向に案
内する回動案内部を介して前記各下部側移動ベース部10に連結したことを特徴とする請求
項８～１０のいずれか１項に記載の成膜装置に係るものである。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明は上述のように構成したから、省スペースを実現しつつ、チャンバの変形の影響
を可及的に軽減し、また、アライメント精度を確保可能で、材料の使用効率の向上も図れ
るなど、第４世代以上の大型基板にも対応可能な極めて実用性に秀れた成膜装置となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本実施例の構成概略説明図である。
【図２】本実施例の構成概略説明断面図である。
【図３】本実施例の変形吸収機構の拡大説明側面図である。
【図４】本実施例の導入部の拡大説明断面である。
【図５】本実施例の要部の概略説明斜視図である。
【図６】本実施例の要部の概略説明正面図である。
【図７】本実施例の要部の概略説明断面図である。
【図８】本実施例の要部の概略説明断面図である。
【図９】本実施例のガイドローラの拡大概略説明図である。
【図１０】本実施例の上部側駆動機構及び下部側駆動機構の概略説明図である。
【図１１】本実施例のアライメント操作例を示す概略説明図である。
【図１２】本実施例のカメラ配置例を示す概略説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　好適と考える本発明の実施形態を、図面に基づいて本発明の作用を示して簡単に説明す
る。
【００２６】
　マスク搬送機構及び基板搬送機構により夫々直立状態に保持されたマスク３及び基板２
を真空槽から成る成膜室１（チャンバ）内の所定の成膜位置へ搬送し、アライメント駆動
機構を用いてマスク３と基板２との位置合わせを行い、基板２にマスク３を介して蒸発源
100からの成膜材料を付着せしめて成膜を行う。
【００２７】
　この際、マスク搬送機構及び基板搬送機構により、蒸発源100と対向する複数の成膜位
置に前記基板２及び前記マスク３を夫々直立状態で搬送することができるから、一の前記
成膜位置において前記蒸発源100により成膜を行いながら他の前記成膜位置に搬送された
基板２及びマスク３の位置合わせを行えることになる。
【００２８】
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　従って、一の成膜位置における成膜中に他の成膜位置において予めマスク３と基板２と
の位置合わせを行っておくことで、一の成膜位置における成膜終了後、即座に蒸発源100
を移動させて他の成膜位置において成膜を開始でき、蒸発源100から無駄に成膜材料を出
し続ける時間を可及的に短くすることが可能となる。
【００２９】
　よって、本発明は、基板２を直立状態で搬送することで、装置の設置スペースの増大を
抑制でき、また、重力による基板のたわみを軽減できるのは勿論、成膜材料を無駄なく効
率的に使用できることになる。
【００３０】
　また、例えば、前記蒸発源ガイド機構と前記成膜室１の内壁面との間に、成膜室１の変
形を吸収する変形吸収機構を設けた場合には、成膜室１の変形による蒸発源ガイド機構へ
の影響を可及的に低減でき、チャンバ強度を上げることなくチャンバ内部の蒸発源ガイド
機構の長寿命化を図ることが可能となる。
【００３１】
　また、例えば、前記蒸発源100からの前記基板２への放熱を防止する蒸発源冷却機構、
前記マスク３の前記蒸発源100側にこのマスク３を冷却するマスク冷却機構及び前記基板
２のマスク３が設けられる表面とは反対側の裏面側にこの基板２を冷却する基板冷却機構
を設けることで、基板外に飛散する成膜材料を低減させるべく基板２及びマスク３と蒸発
源100との距離を短くしても、この蒸発源冷却機構と後述するマスク冷却機構及び基板冷
却機構とにより、マスク３の蒸発源100からの熱による変形を抑制でき、熱によるパター
ンずれを抑制しつつ成膜材料の使用効率を高めることが可能となる。
【００３２】
　また、例えば請求項５乃至１０に記載のアライメント駆動機構を採用した場合には、成
膜室内に直立状態で搬送される基板２とマスク３との位置合わせを、上部側移動ベース部
６若しくは下部側移動ベース部10を夫々上下の各固定ベース部５，９に対して移動せしめ
、この各移動ベース部６，10に設けられる上部側連結体８若しくは下部側連結体12を介し
てアライメント枠４及びこのアライメント枠４と一体に移動するように取り付けられるマ
スク３を基板２に対してＸ，Ｙ及びθ方向に調整移動する際、成膜室の外部にして上部側
若しくは下部側に配置した上部側駆動機構若しくは下部側駆動機構の上部側固定ベース部
５若しくは下部側固定ベース部９に対して上部側移動ベース部６若しくは下部側移動ベー
ス部10を、これらを駆動させる駆動装置を用いて移動させることでマスク３と基板２との
位置合わせを行うため、従来のようにアライメント駆動機構を搬送方向と水平方向に直交
する方向に突出させることなく、成膜室１の上方若しくは下方またはその双方にコンパク
トに配置することが可能となり、それだけ平面レイアウト上の設置スペースを可及的に小
さくすることが可能となる。
【００３３】
　また、剛体としてのチャンバに各固定ベース部５，９を設けるため、位置合わせ精度も
十分確保することができる。また、中央の空間部分を大きくすることができ、基板冷却機
構、マスク冷却機構若しくはマスク吸着機構等の設置がそれだけ容易となる。更に、マス
ク３の保持モーメントが小さくなり、位置合わせ精度に対する影響を少なくでき、それだ
け基板サイズの大型化に対応できるものとなる。従って、駆動機構をそれだけコンパクト
にでき、また、この駆動機構と各連結体８，12のアライメント枠４との連結部との距離を
短くできるため、それだけ精密な位置合わせ調整移動が可能となる。
【００３４】
　また、上下の各移動ベース部６，10を移動させるための駆動装置を、成膜室１の上部及
び下部に夫々分割して設けることができ、例えば、所定間隔をおいて設けた一対（２つ）
の下部側移動ベース部10を下部側固定ベース部９に対してＸ方向に移動させるボールねじ
装置（１軸）及びＹ方向に移動させるボールねじ装置（各移動ベース部に夫々計２軸）を
下部側に設け、上部側移動ベース部６を上部側固定ベース部５に対してＸ方向に移動させ
るボールねじ機構（１軸）を上部側に設けるなどすることもできる（各上部側移動ベース
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部６及び下部側移動ベース部10は、上部側連結体８及び下部側連結体12により連結される
ため、連動して移動する）。
【００３５】
　これにより、各駆動装置による各移動ベース部の移動量を調整設定することで、アライ
メント枠４をＸ，Ｙ及びθ方向に自在に調整移動させることができ、しかも、上部側の駆
動装置を少なくしてより安定的に成膜室にアライメント駆動機構を設けることなどが可能
となる。
【００３６】
　特に、前記マスク表面に平行な上下方向であるＹ方向に下部側移動ベース部10を移動せ
しめる下部側駆動機構に設けられるＹ方向用駆動装置を、各下部側移動ベース部10を夫々
独立して移動可能に構成し、上部側駆動機構にはＹ方向用駆動装置を設けないか、若しく
は、前記Ｙ方向に上部側移動ベース部６を移動せしめる上部側駆動機構に設けられるＹ方
向用駆動装置を、各上部側移動ベース部６を夫々独立して移動可能に構成し、下部側駆動
機構にはＹ方向用駆動装置を設けない構成とすることで、成膜室１の変形を吸収できるこ
とになり、よって、成膜室１の変形によるアライメント駆動機構への影響を可及的に低減
できることになる。
【００３７】
　更に、成膜室１内（真空側）に配置されるのは各連結体８，12のアライメント枠４との
連結部のみであり、アライメント駆動機構の摩擦接触部位が全て成膜室１の外部（大気側
）に設けられるため、それだけ成膜室１の内部を清浄な雰囲気に保持することができ、成
膜される薄膜をより高品質なものとすることが可能となる。
【実施例】
【００３８】
　本発明の具体的な実施例について図面に基づいて説明する。
【００３９】
　本実施例は、水平方向に対して垂直に立てた垂直直立状態で基板２及びマスク３を搬送
（縦型搬送）する基板搬送機構及びマスク搬送機構を備えた成膜装置（真空蒸着装置）の
成膜室に本発明を適用したものである。
【００４０】
　即ち、本実施例は、直立状態に保持された基板２にマスク３を介して成膜材料を付着せ
しめて成膜を行う成膜室１を備えた成膜装置であって、前記成膜室１に、前記マスク３を
直立状態に取り付けたアライメント枠４を前記基板２に対して調整移動して、前記マスク
３が前記基板２に対して適正位置となるように前記マスク３と前記基板２との位置合わせ
を行うアライメント駆動機構と、前記基板２に前記成膜材料を付着せしめる蒸発源100と
、この蒸発源100を前記基板２若しくは前記マスク３の搬送方向に沿って往復ガイド移動
させる蒸発源ガイド機構と、前記蒸発源100と対向する複数の成膜位置に前記基板２及び
前記マスク３を夫々直立状態で搬送するマスク搬送機構及び基板搬送機構とを設け、前記
アライメント駆動機構を前記複数の成膜位置に夫々設けて、一の前記成膜位置において前
記蒸発源100により成膜を行いながら他の前記成膜位置において前記アライメント駆動機
構により前記マスク３と前記基板２との位置合わせを行えるように構成したものである。
【００４１】
　また、本実施例のアライメント駆動機構は、前記成膜室１の外部に設けられこの成膜室
１の上部側に固定される上部側固定ベース部５と、この上部側固定ベース部５に対してマ
スク表面に平行なＸ方向及びＹ方向に移動可能な上部側移動ベース部６と、一端が前記マ
スク表面上の回転方向であるθ方向に回転自在に前記上部側移動ベース部６に支持され、
他端が前記成膜室１の上部に設けた上部貫通孔７を通じて前記成膜室１内の前記アライメ
ント枠４の上部に連結する上部側連結体８とから成る上部側駆動機構と、前記成膜室１の
外部に設けられこの成膜室１の下部側に固定される下部側固定ベース部９と、この下部側
固定ベース部９に対してマスク表面に平行なＸ方向及びＹ方向に移動可能な下部側移動ベ
ース部10と、一端が前記マスク表面上の回転方向であるθ方向に回転自在に前記下部側移
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動ベース部10に支持され、他端が前記成膜室１の下部に設けた下部貫通孔11を通じて前記
成膜室１内の前記アライメント枠４の下部に連結する下部側連結体12とから成る下部側駆
動機構とで構成し、前記上部側連結体８及び前記下部側連結体12の前記アライメント枠４
との連結部は前記上部貫通孔７及び前記下部貫通孔11を夫々気密状態で封止するベローズ
34，35を介して前記成膜室１内に設けたものである。
【００４２】
　各部を具体的に説明する。
【００４３】
　成膜室１（チャンバ）は、図１に図示したように、基板２及びマスク３の搬入出用のロ
ードロック室101と気密状態を保持するようにゲートバルブ102を介して連設されている。
【００４４】
　この成膜室１及びロードロック室101には、夫々減圧機構としての真空ポンプ103（例え
ばクライオポンプ等）が夫々設けられている（ロードロック室101側は図示省略）。尚、
図中符合108は、ロードロック室101と大気側との間のゲートバルブである。
【００４５】
　また、成膜室１には、基板２の成膜面と対向する蒸発源100が設けられている。
【００４６】
　この蒸発源100は、図２に図示したように、収納（充填）された成膜材料を加熱して気
化せしめる加熱用の坩堝104と、この気化した成膜材料が満たされる成膜材料溜め部105と
、前記成膜材料溜め部105に溜められた気化した成膜材料を成膜室１内に噴射するノズル1
07とで構成されるホスト材料用の吹付機構及びドーパント材料用の吹付機構とを少なくと
も一対備えた構成としている。
【００４７】
　この各吹付機構のノズル107は、夫々基板高さ方向（垂直方向）に基板２の高さ方向全
体に満遍なく成膜材料を吹き付けられるように略一直線状に多数並設状態に設けられてい
る。
【００４８】
　従って、このホスト材料用の吹付機構及びドーパント材料用の吹付機構を少なくとも１
つずつ備えた蒸発源100を基板搬送方向と平行に移動させることで、基板全面に成膜材料
を吹き付けることができる。また、本実施例ではホスト材料用の吹付機構若しくはドーパ
ント材料用の吹付機構のいずれかを２つ設けられるように２つ目のホスト若しくはドーパ
ント材料用の吹付機構を含み計３つの吹付機構を設けている。よって、本実施例では最大
３つの各ノズル列から夫々ホスト材料とドーパント材料とを基板２に吹き付けることがで
きる。
【００４９】
　また、蒸発源100には、蒸発源100の少なくとも基板２と対向する正面部を冷却する蒸発
源冷却機構が設けられている。この蒸発源冷却機構は、水等の冷媒によって適宜冷却され
る前記各ノズルのノズル孔部分が開口する金属製の板体113で構成されている。
【００５０】
　従って、基板外に飛散する成膜材料を低減させるべく基板２及びマスク３と蒸発源100
との距離を短くしても、この蒸発源冷却機構と後述するマスク冷却機構及び基板冷却機構
とにより、マスク３の蒸発源100からの熱による変形を抑制でき、熱によるパターンずれ
を抑制しつつ成膜材料の使用効率を高めることが可能となる。
【００５１】
　また、３つのノズル列を有する蒸発源100は、夫々各成膜位置（例えば図１中α及びβ
の位置）において成膜材料を基板に吹き付けられるように基板搬送方向と平行に移動でき
るように構成されている。
【００５２】
　具体的には、成膜室１には、蒸発源100を基板２及びマスク３の搬送方向に沿って往復
ガイド移動させるための蒸発源ガイド機構121が設けられている。この蒸発源ガイド機構1
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21は、成膜室１の真空領域とは隔離される大気領域を形成する大気室111及び支持部材112
を介して蒸発源100を移動させるように構成されている。図中符合106は、成膜室１の真空
領域とは隔離される大気領域を形成するものであって、先端部が大気室111内に連通し、
基端部が成膜室１の外部と連通し後述するピニオン駆動用のモーターの電源等を導入する
ための導入部125に設定される関節部を有する大気アームである。
【００５３】
　蒸発源ガイド機構121は、夫々搬送方向と平行に延設されるラック122とピニオン123（
ギア）とピニオン駆動用のモーターとレール114及びブロック115から成るＬＭガイドとで
構成されている。この蒸発源ガイド機構121のラック122はレール114の側部に設けられて
おり、このレール114は、成膜室１の内壁面（上面及び下面）にこの成膜室１の変形を吸
収する変形吸収機構116を介して設けられている。尚、本実施例においては、レール114は
２つ並設され、ブロック115は夫々に対応して設けられる（ラック122は一方のレール114
の側部に設けられる。）。また、ブロック115はブロック取付部127を介して大気室111の
上下面に夫々設けられている。また、ピニオン駆動用のモーターは大気室111内に設けら
れ、この大気室111内に設けられ上下端部に夫々ピニオン123が設けられる同期軸124を回
転させるように構成され、大気アーム106を通じて電源等が接続される。
【００５４】
　この変形吸収機構116は、成膜室１の上下壁面に夫々固定状態に設けられる固定部128と
、この固定部128の挿通孔に挿通配設され、上下方向（垂直方向）に相対移動可能な挿通
部129と、成膜室１の壁面（上面若しくは下面）との対向面側にこの挿通部129が立設状態
に取り付けられ、大気室111との対向面側にレール114が取り付けられる取付部126とで構
成されている。図中符合130は気密保持用のＯリング、131は変位吸収用のガイドブッシュ
、132は成膜室１の変形に応じて広狭する固定部128と挿通部129の対向面間の隙間である
。従って、成膜室１が変形しても固定部128と挿通部129との間の隙間132の分だけその変
形が吸収され、ＬＭガイドに影響が生じないことになる。本実施例においては固定部128
及び挿通部129は２つずつ設けられており、取付部126を挿通部129間に架設状態に設ける
ことで一層良好に成膜室１の上下壁面の変形を吸収できるように構成している。
【００５５】
　また、本実施例においては、大気アーム106の導入部125は、成膜室１の側壁に設けた挿
通孔部133に左右方向（水平方向）に相対移動可能に挿通配設せしめられ、この導入部125
の外周部に設けた径小部134に挿通孔部133の開口端に設けられる周設部材135が配設され
、この径小部134の形成長さを周設部材135の厚さより長く設定することで、成膜室１の側
壁が変形した際の変形を吸収できるように構成している。図中符合136は気密保持用のＯ
リング、137は変位吸収用のガイドブッシュである。
【００５６】
　従って、成膜室１の変形によるＬＭガイドへの影響は最小限に抑えられることになる。
【００５７】
　また、基板２と各蒸発源100との間には、基板２（各成膜位置）と蒸発源100とを仕切る
シャッター117が設けられている。
【００５８】
　また、本実施例においては、膜厚計として水晶モニター110を採用している。具体的に
は可及的に水晶の交換期間を延長できるように、チョッパを備えた多点式の水晶モニター
110を採用している。
【００５９】
　また、本実施例においては、成膜室１に材料使用済みの坩堝104を材料充填済みの坩堝1
04と交換するための坩堝交換機構を設けている。本実施例においては、成膜室１内に予備
の蒸発源109を設け（本実施例においては２ヶ所に設け）、蒸発源100を予備の蒸発源109
と交換できるように構成し、坩堝交換機構は、この交換によって次の予備となる蒸発源10
9の（材料使用済みの）坩堝104を、成膜室１に連設した材料充填室118に搬送し、この材
料充填室118において成膜材料が充填された坩堝104を、成膜室１の待機位置の蒸発源109
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へ取り付けるように構成されている。本実施例においては、予備の蒸発源109を２ヶ所に
設けるようにすることで、一方の坩堝104が交換中であっても他方を使用可能となり、連
続成膜により適した構成となる。尚、図中符合119は成膜室１と材料充填室118との間のゲ
ートバルブ、120は材料充填室118と大気側との間のゲートバルブである。
【００６０】
　従って、前記多点式の水晶モニター110と坩堝交換機構により、水晶交換及び材料供給
のためにチャンバを開放するインターバルが伸び、それだけ装置の停止時間が短くなり運
転効率が向上することになる。
【００６１】
　また、本実施例においては、図５に図示したようにガラス基板２は基板トレイ41に取り
付けられており、マスク３は枠状のマスクフレーム（図示省略）に取り付けられ、このマ
スクフレームは枠状のマスクトレイ42に取り付けられている（基板サイズが第５世代、第
５．５世代の場合）。この枠状のマスクトレイ42の蒸発源100側の面には、このマスクト
レイ42を冷却するマスク冷却機構としての冷却板が設けられている。
【００６２】
　尚、基板サイズによっては（例えば第６世代の場合）、マスク３をマスクフレームに取
り付けたもの（マスクトレイなしのもの）を採用しても良い。
【００６３】
　図５～８に図示したように、マスクトレイ42の上部には断面視略Ｕ字状の上部ガイド体
43が設けられている。
【００６４】
　この上部ガイド体43の内部には、真空槽（ロードロック室101及び成膜室１）の内部上
面側に設けられるガイドローラ40，44が当接する。また、上部ガイド体43の底面には嵌入
孔37が設けられ、後述する位置決めピン36を嵌入することで、アライメント時にマスク３
を固定できるように構成している。
【００６５】
　マスクトレイ42の下部には丸棒状の下部ガイド体45が設けられている。
【００６６】
　この下部ガイド体45によりマスク３は真空槽（ロードロック室101及び成膜室１）の内
部下面側に設けられる搬送ローラ46（Ｖローラ）にガイドされつつ搬送される。具体的に
は搬送ローラ46は成膜室１の底面に立設される。下部ガイド体45の底面には嵌入孔39が設
けられ、後述する位置決めピン38を嵌入することで、アライメント時にマスク３を固定で
きるように構成している。
【００６７】
　また、基板トレイ41にも同様にガイドローラ47が当接する断面視略Ｕ字状の上部ガイド
体48と、搬送ローラ49（Ｖローラ）にガイドされつつ搬送される下部ガイド体50が設けら
れている。この上部ガイド体48の底面及び下部ガイド体50の底面には、基板トレイロック
ピンが嵌入する嵌入孔が設けられている。
【００６８】
　従って、ロードロック室101及び成膜室１に直線状に並設される上記ガイドローラ40，4
4及び搬送ローラ46によりマスク搬送機構が構成され、上記ガイドローラ47及び搬送ロー
ラ49により基板搬送機構が構成される。
【００６９】
　また、基板トレイ41の基板２がクランプ固定されるクランプ固定面の反対側（裏面）に
は、基板トレイ41を冷却する基板冷却機構としての冷却板及びマスク３（インバーなどの
磁性材料からなる）と基板２とを密着させるマグネット板を備えた板体51を設けるための
凹部が形成されている。
【００７０】
　また、基板２の表面側角部及びマスク３の裏面側角部（対角位置の一対の角部）には、
アライメントマークが夫々設けられている。
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【００７１】
　このアライメントマークは、基板トレイ41及び板体51に設けたアライメントマーク視認
用穴52，53を通じてＣＣＤカメラ、レンズ及び照明から成るアライメントカメラ54により
視認できるように構成している。アライメントは、このアライメントカメラ54からの映像
を元にアライメント駆動機構を制御して行う。尚、アライメントカメラ54は具体的には図
１２に図示したように成膜室１の外部にガラス板138を介して設ける。図中符合139は気密
保持用のＯリングである。
【００７２】
　アライメント駆動機構について詳述する。
【００７３】
　前記上部側移動ベース部６は、前記上部側固定ベース部５に対し前記上部側移動ベース
部６をＸ方向及びＹ方向に案内する直動案内部を介して前記上部側固定ベース部５に連結
し、前記上部側連結体８は、前記各上部側移動ベース部６に対し前記上部側連結体をθ方
向に案内する回動案内部を介して前記各上部側移動ベース部６に連結し、前記下部側移動
ベース部10は、前記下部側固定ベース部９に対し前記下部側移動ベース部10をＸ方向及び
Ｙ方向に案内する直動案内部を介して前記下部側固定ベース部５に連結し、前記下部側連
結体12は、前記各下部側移動ベース部10に対し前記下部側連結体12をθ方向に案内する回
動案内部を介して前記各下部側移動ベース部10に連結している。
【００７４】
　本実施例においては、上部側固定ベース部５を成膜室１の上壁面外側に固定状態に設け
ている。
【００７５】
　図１０，１１に図示したように、この上部側固定ベース部５のマスク表面と平行な取付
面に、Ｘ方向（左右方向）に延設されるレール15に断面視コ字状のガイドブロック16を被
嵌して成る２つのＬＭガイドを介して板状の上部側Ｘ方向移動ベース14を設け、この上部
側Ｘ方向移動ベース14のマスク表面と平行な取付面に、Ｙ方向（上下方向）に延設される
レール18にガイドブロック19を被嵌して成る２つのＬＭガイドを介して板状の上部側Ｙ方
向移動ベース17を設けて上部側移動ベース部６を構成している。
【００７６】
　上部側Ｘ方向移動ベース14の上部側固定ベース部５の前記取付面との対向面はマスク表
面と平行な面に設定され、この面にガイドブロック16の取付平坦面が取付固定される。ま
た、上部側Ｙ方向移動ベース17の上部側Ｘ方向移動ベース14の前記取付面との対向面はマ
スク表面と平行な面に設定され、この面にガイドブロック19の取付平坦面が取付固定され
る。
【００７７】
　下部側も同様に、下部側固定ベース部９を成膜室１の下壁面外側に固定状態に設けてい
る。
【００７８】
　この下部側固定ベース部９のマスク表面と平行な取付面に、Ｙ方向に延設されるレール
21にガイドブロック22を被嵌して成る２つのＬＭガイドを介して板状の下部側Ｙ方向移動
ベース20を設け、この下部側Ｙ方向移動ベース20のマスク表面と平行な取付面に、Ｘ方向
に延設されるレール24にガイドブロック25を被嵌して成る２つのＬＭガイドを介して板状
の下部側Ｘ方向移動ベース23を設けて下部側移動ベース部10を構成している。
【００７９】
　下部側Ｙ方向移動ベース20の下部側固定ベース部９の前記取付面との対向面はマスク表
面と平行な面に設定され、この面にガイドブロック22の取付平坦面が取付固定される。ま
た、下部側Ｘ方向移動ベース23の下部側Ｙ方向移動ベース20の前記取付面との対向面はマ
スク表面と平行な面に設定され、この面にガイドブロック25の取付平坦面が取付固定され
る。
【００８０】
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　尚、本実施例においては、バランスを考慮して、上下の駆動機構でＸ方向移動ベースと
Ｙ方向移動ベースの上下配置関係を逆にしているが、一致させても良い。
【００８１】
　また、上部側移動ベース部６及び下部側移動ベース部10は夫々、左右一対ずつ（２つず
つ）設けている。
【００８２】
　この各上部側移動ベース部６のマスク表面と平行な取付面には、内輪に対して外輪を旋
回可能に設けたクロスローラベアリング13を介して上部側連結体８の断面視Ｌ字状の板材
から成る１つの基部27の垂直面を夫々設け、この基部27は各上部側移動ベース部６に架設
状態に設けている。
【００８３】
　下部側も同様に、各下部側移動ベース部10のマスク表面と平行な取付面には、内輪に対
して外輪を旋回可能に設けたクロスローラベアリング26を介して下部側連結体12の断面視
Ｌ字状の板材から成る１つの基部29の垂直面を夫々設けて、この基部29を各下部側移動ベ
ース部10に架設状態に設けている。
【００８４】
　上部側移動ベース部６に設けた上部側連結体８の基部27の前記垂直面と直交する水平面
の左右端部（クロスローラベアリング13に対応する位置）には夫々、マスク３を直立状態
で取り付けるアライメント枠４に連結される連結筒体28を立設している。
【００８５】
　この各連結筒体28の先端部は成膜室１の上部貫通孔７を通じて成膜室１内に導入され、
この先端部にはマスク搬送ガイド用の（マスク位置決め固定位置における）ガイドローラ
44が設けられアライメント枠４と連結される水平板体30が架設状態に連結される。このガ
イドローラ44は、図９に図示したように、上部ガイド体43の内底面に当接するローラ体70
と、内側面に当接するローラ体71と、これらのローラ体70，71が回転自在に保持されるロ
ーラ保持体72と、ローラ保持体72を水平板体30の表面に対して接離動自在に支持する一対
のスライドブッシュ73とで構成されている。また、このローラ保持体72はスプリング等の
付勢機構により水平板体30から離反する方向に付勢されている。
【００８６】
　また、水平板体30には、先端にマスク３の嵌入孔37に嵌入される嵌入部を有する位置決
めピン36が設けられている。この位置決めピン36は、ガイドローラ44のスライドブッシュ
73間に設けられ、また、その先端部がガイドローラ44のローラ保持体72の中央部に設けら
れる挿通孔から突出するように設けられる。また、位置決めピン36の先端の嵌入部は、常
態ではローラ体70，71より突出しないように構成され、ローラ保持体72が付勢機構による
付勢力に抗して押し上げられた場合にはローラ体70，71より突出して（露出して）上部ガ
イド体43の嵌入孔37に嵌入できるように構成されている。
【００８７】
　従って、後述する位置決めピン38によりマスク３（マスクトレイ42）が上方に押し上げ
られ、上部ガイド体43によりローラ体70を介してローラ保持体72が押し上げられると位置
決めピン36の先端の嵌入部が露出し、上部ガイド体43の嵌入孔37に嵌入されることになる
。
【００８８】
　また、この連結筒体28を覆うように金属製のベローズ34（伸縮管）が設けられる。ベロ
ーズ34の一端は上部貫通孔７の周縁部に配置され、他端は水平板体30の上面側に配置され
、これにより上部貫通孔７は気密状態で封止される。
【００８９】
　下部側は、下部側移動ベース部10に設けた下部側連結体12の基部29の前記垂直面と直交
する水平面の左右端部（クロスローラベアリング26に対応する位置）には夫々、マスク３
を直立状態で取り付けるアライメント枠４に連結される連結筒体31を立設している。
【００９０】
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　この各連結筒体31の先端部は成膜室１の下部貫通孔11を通じて成膜室１内に導入され、
この先端部にはアライメント枠４と連結される水平板体33が架設状態に連結される。
【００９１】
　この連結筒体31の先端部は水平板体33を（隙間がない気密を保持できる状態で）貫通し
て上方に突出するように設け、この連結筒体31内に連結筒体31の先端から隙間がない気密
を保持できる状態で突出する筒状体60を設け、この筒状体60の内部には位置決めピン38が
偏心カム機構等の適宜な突没駆動機構61により先端から突没動自在に設けられている。ま
た、位置決めピン38の突出量は、嵌入孔39に嵌入して少なくともマスクトレイ42の下部ガ
イド体50が搬送ローラ46から離反するように押し上げられ、マスクトレイ42の上部ガイド
体43によりローラ体70を介してローラ保持体72を押し上げて位置決めピン36の先端の嵌入
部が露出し得る程度に設定する。
【００９２】
　尚、位置決めピン38の外周面と筒状体60の先端内周面とは気密を保持した状態で突没摺
動し得るように構成している。
【００９３】
　従って、この位置決めピン38を筒状体60の先端から突出せしめてマスク３の嵌入孔39に
嵌入すると共に、マスク３（マスクトレイ42）を押し上げて上部ガイド体43によりローラ
保持体72を押し上げて露出した位置決めピン36の先端の嵌入部を嵌入孔37に嵌入すること
で、マスク３を上部側連結体８及び下部側連結体12に対して位置決め固定することができ
、マスク３をアライメント枠４と一体に固定することができる。
【００９４】
　また、この連結筒体31を覆うように金属製のベローズ35が設けられる。ベローズ35の一
端は下部貫通孔11の周縁部に配置され、他端は水平板体33の下面側に配置され、これによ
り下部貫通孔11は気密状態で封止される。
【００９５】
　また、アライメント枠４はその上下端部が夫々水平板体30，33に連結されている。従っ
て、アライメント枠４と各連結体８，12とは一体で移動することになる。即ち、アライメ
ント枠４は、左右の移動ベース部６，10夫々の移動の影響を受けてＸ，Ｙ及びθの各方向
へ移動する各連結体８，12と共にＸ，Ｙ及びθの各方向へ移動する。尚、アライメント枠
４にはマスク冷却用の冷却機構が設けられている。
【００９６】
　各移動ベース部６，10を移動させる駆動機構について詳述する。
【００９７】
　本実施例においては、上部側駆動機構及び下部側駆動機構に、夫々Ｘ方向用駆動装置若
しくはＹ方向用駆動装置またはその双方を設け、このＸ方向用駆動装置及びＹ方向用駆動
装置により前記上部側移動ベース部６及び前記下部側移動ベース部10を上部側固定ベース
部５及び下部側固定ベース部９に対してＸ方向及びＹ方向に移動せしめることで、前記上
部側連結体８及び前記下部側連結体12を介して前記アライメント枠４をＸ，Ｙ及びθ方向
に調整移動し得るように構成している。
【００９８】
　具体的には、マスク表面に平行な上下方向であるＹ方向に下部側移動ベース部10を移動
せしめる下部側駆動機構に設けられるＹ方向用駆動装置を、各下部側移動ベース部10を夫
々独立して移動可能に構成し、上部側駆動機構にはＹ方向用駆動装置を設けないか、若し
くは、前記Ｙ方向に上部側移動ベース部６を移動せしめる上部側駆動機構に設けられるＹ
方向用駆動装置を、各上部側移動ベース部６を夫々独立して移動可能に構成し、下部側駆
動機構には前記Ｙ方向用駆動装置を設けない構成とする。
【００９９】
　更に具体的に説明すると、Ｘ方向用駆動装置及びＹ方向用駆動装置としては公知のボー
ルねじ装置を採用している。ボールねじ装置は、正逆回転自在のモーター55及びモーター
55により回動するボールねじ56（固定部）と、ボールねじ56に螺合してこのボールねじ56
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の回動によりボールねじ56の軸方向に移動するナット57（移動部）とで構成される。
【０１００】
　本実施例においては、図１０に図示したように、下部側固定ベース部９（の取付面）の
左右端部にモーター55及びボールねじ56を、このボールねじ56が前記Ｙ方向に延設される
レール21同士の間に該レール21と平行となるように固定し、下部側固定ベース部９の左右
端部に設けた下部側移動ベース部10の下部側Ｙ方向移動ベース20の下部側固定ベース部９
との対向面に夫々前記ボールねじ56と螺合するナット57を取り付けて、Ｙ方向に駆動せし
めるように構成している。
【０１０１】
　また、右端部に設けた下部側移動ベース部10の下部側Ｙ方向移動ベース20にモーター55
及びボールねじ56を、このボールねじ56が前記Ｘ方向に延設されるレール24同士の間に該
レール24と平行となるように固定し、下部側Ｘ方向移動ベース23の下部側Ｙ方向移動ベー
ス20との対向面に前記ボールねじ56と螺合するナット57を取り付けて、Ｘ方向に駆動せし
めるように構成している。
【０１０２】
　また、上部側固定ベース部５（の取付面）の一端部（右端部）にモーター55及びボール
ねじ56を、このボールねじ56が前記Ｘ方向に延設されるレール15同士の間に該レール15と
平行となるように固定し、上部側固定ベース部５の右端部に設けた上部側移動ベース部６
の上部側Ｘ方向移動ベース14の上部側固定ベース部５との対向面に夫々前記ボールねじ56
と螺合するナット57を取り付けて、Ｘ方向に駆動せしめるように構成している。
【０１０３】
　従って、上部側連結体８及び下部側連結体12とアライメント枠４とは一体に移動するこ
とから、上記４つのボールねじ装置（以下、下部側Ｘ方向用駆動装置をＡ，下部左側Ｙ方
向用駆動装置をＢ，下部右側Ｙ方向用駆動装置をＣ，上部側Ｘ方向駆動用装置をＤとする
。）による各移動ベースの移動量を調整することで、上部側連結体８及び下部側連結体12
とアライメント枠４とをＸ，Ｙ及びθ方向に自在に移動させることができる。
【０１０４】
　例えば、図１１に図示したように、Ａにより下部側Ｘ方向移動ベース23を左方向に送り
、Ｄにより上部側Ｘ方向移動ベース14を右方向に送り、Ｂにより左側の下部側Ｙ方向移動
ベース20を上方向に送り、Ｃにより右側の下部側Ｙ方向移動ベース20を下方向に送ること
で、クロスローラベアリングを介してアライメント枠４（マスク３）を回転させることも
でき、これらＡ～Ｄによる送り方向及び送り量を夫々独立して制御することで、アライメ
ントマークに基づいてマスク３を精密に基板２に対する位置合わせを行うことが可能とな
る。
【０１０５】
　また、本実施例においては、下部側駆動機構でアライメント枠４及びマスク３の質量を
支持する必要があるため、負荷に見合ったエアー圧を供給することで質量をキャンセルし
てＹ軸の駆動負荷を低減させるバランサーシリンダ62を設けている。尚、下部側駆動機構
との結合部はアライメント動作を制限しないようにＬＭガイド63を介して結合している。
【０１０６】
　また、本実施例において、基板２のロック機構及びマスク３に対する往復移動機構は、
以下のように構成している。
【０１０７】
　基板２のロック機構は、図７，８に図示したように、基板２（基板トレイ41）を上昇さ
せる偏心カム32と、偏心カム32により上昇させた基板トレイ41の下部ガイド体50の底面の
嵌入孔に嵌入する基板トレイロックピン（偏心カム32と共にマスク３に対して往復移動す
る）と、基板トレイ41が上昇した際、上部ガイド体48の底面に設けたＶ字溝に嵌入するガ
イドローラ47のテーパ状ローラ体とで構成している。
【０１０８】
　また、マスク３に対する往復移動機構は、図７，８に図示したように、偏心カム32を支
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持する支持体66と、ガイドローラ47を支持する支持体69と、これら支持体66，69を成膜室
１に対してマスク３の面方向と水平方向に直交する方向にスライド自在に支持するＬＭガ
イド67と、これら支持体66，69をスライド移動させるスライド移動機構75とで構成してい
る。このスライド移動機構75は、サーボモーター及びこのサーボモーターにより駆動する
ボールねじユニットと、このボールねじユニットによりＬＭガイド76に沿ってマスク３の
面方向と水平方向に直交する方向に移動する移動ベース78と、この移動ベース78と支持体
66，69とを連結する連結部74とで構成している。
【０１０９】
　図中、符号64は偏心カム32を回転させる回転軸、65は回転軸64を駆動する駆動モーター
、68は往復移動機構によりマスク３に対して基板２を押し付けた際の過度の密着を防止す
るためのスプリング、77はベローズである。
【０１１０】
　以上の構成の本実施例によるアライメント動作を説明する。
【０１１１】
　成膜室１にマスク３及び基板２をマスク搬送機構及び基板搬送機構（搬送ローラ及びガ
イドローラ）により夫々搬送する。尚、本実施例においてはこれらの搬送ローラ及びガイ
ドローラを搬送方向と水平方向に直交する方向にマスク搬送用及び基板搬送用として１列
ずつ計２列並設している。勿論３列以上並設しても良い。
【０１１２】
　成膜室１に搬送されたマスク３及び基板２を夫々、マスク３及び基板２をアーム等で機
械的に仮位置決めするプリアライメント機構により、位置決めピン36，38及び基板トレイ
ロックピンが夫々嵌入孔に嵌入し得る位置に調整移動する。尚、本実施例においては、成
膜位置α及びβに対応するように、プリアライメント機構及びアライメント駆動機構はマ
スク３若しくは基板２の搬送方向と平行方向に同構成のものを２つ設ける（成膜位置を３
つ以上設ける場合にはそれと同数だけ設ける。）。
【０１１３】
　プリアライメントされたマスク３の嵌入孔37，39に、位置決めピン36，38を嵌入せしめ
、マスク３（マスクトレイ42）を各連結体８，12に対して固定する。
【０１１４】
　また、基板２については基板トレイロックピンを上昇させつつ搬送ローラのうちの一部
の偏心カム32の回転により基板トレイ41を上昇させてアライメント位置（マスク３と基板
２のアライメントマークがある程度重なる位置）に移動せしめ（図７。この際、基板トレ
イ上部は上部ローラガイドに固定。）、このアライメント位置で基板トレイロックピンを
基板トレイ下部の嵌入孔に嵌入せしめ、成膜室１に対して固定し、その後、マスク側へス
ライド移動せしめて計測位置に移動させる。
【０１１５】
　基板２を計測位置に移動させ、ＣＣＤカメラにてアライメントマークの位置情報を取得
し、取得したアライメントマークの位置情報をもとに駆動制御装置内でマスクトレイ42の
位置補正量を算出し、この位置補正量からアライメント枠４及びマスク３の移動量（各Ｘ
方向用駆動装置及びＹ方向用駆動装置による送り量）を算出し、この算出した移動量を元
に各駆動装置を駆動せしめてアライメント（マスク３の基板２に対する位置合わせ）を行
う。尚、アライメントは、基板２を計測位置から（マスクから離反する方向に）少し戻り
移動させた後に行う。
【０１１６】
　アライメント終了後、基板２をマスク３に近接するように往復移動機構により蒸着位置
に移動せしめ（図８）、基板２とマスク３とを密着させて基板トレイ41の凹部に冷却板及
びマグネット板を備えた板体51を設け、この状態でＣＣＤカメラにてアライメントマーク
の位置情報を取得し、位置合わせが基準寸法内に収まっているかを駆動制御装置で判定し
、アライメントマークのズレが基準寸法内であればそのまま成膜を開始し、基準寸法内で
なければ前記位置補正量及び前記移動量を算出して基準寸法内になるまで繰り返しアライ



(18) JP 2012-140671 A5 2014.2.20

メントを行う。
【０１１７】
　ここで、基板２をマスク３に近接するように往復移動機構により移動せしめると、基板
搬送経路が開放されるため、このマスク３と近接する基板２の背後を通って他の基板２を
搬送することが可能となる（従って、ガイドローラ47及び搬送ローラ49は偏心カム32が基
板搬送経路から外れても、基板２が片持ち状態とならない間隔で並設する。）。
【０１１８】
　即ち、例えばまず成膜位置αでアライメントを行って成膜を開始した際、成膜位置αの
基板２の背後を通って他の基板２を成膜位置β側へ搬送することができ、成膜位置αにお
ける成膜中に成膜位置βにて他の基板２のアライメントを行えることになる。
【０１１９】
　尚、本実施例においては、マスク３側を動かすことでアライメントを行っているが、基
板２側を動かすように同様に構成しても良い。また、本実施例においては、成膜室１の上
下に夫々上部側駆動機構及び下部側駆動機構を設けた構成であるが、Ｘ方向用駆動装置及
びＹ方向用駆動装置を備えた上部側駆動機構若しくは下部側駆動機構のみを設ける構成と
しても良い。
【０１２０】
　本実施例は上述のように構成したから、マスク搬送機構及び基板搬送機構により夫々直
立状態に保持されたマスク３及び基板２を真空槽から成る成膜室１（チャンバ）内の所定
の成膜位置へ搬送し、アライメント駆動機構を用いてマスク３と基板２との位置合わせを
行い、基板２にマスク３を介して蒸発源100からの成膜材料を付着せしめて成膜を行う際
、一の前記成膜位置において前記蒸発源100により成膜を行いながら他の前記成膜位置に
搬送された基板２及びマスク３の位置合わせを行えることになる。
【０１２１】
　従って、一の成膜位置における成膜中に他の成膜位置において予めマスク３と基板２と
の位置合わせを行っておくことで、一の成膜位置における成膜終了後、即座に蒸発源100
を移動させて他の成膜位置において成膜を開始でき、蒸発源100から無駄に成膜材料を出
し続ける時間を可及的に短くすることが可能となる。
【０１２２】
　よって、基板２を直立状態で搬送することで、装置の設置スペースの増大を抑制でき、
また、重力による基板のたわみを軽減できるのは勿論、成膜材料を無駄なく効率的に使用
できることになる。
【０１２３】
　また、前記蒸発源ガイド機構と前記成膜室１の内壁面との間に、成膜室１の変形を吸収
する変形吸収機構を設けたから、成膜室１の変形による蒸発源ガイド機構への影響を可及
的に低減でき、チャンバ強度を上げることなくチャンバ内部の蒸発源ガイド機構の長寿命
化を図ることが可能となる。
【０１２４】
　また、成膜室内に直立状態で搬送される基板２とマスク３との位置合わせを、上部側移
動ベース部６及び下部側移動ベース部10を夫々上下の各固定ベース部５，９に対して移動
せしめ、この上下の各移動ベース部６，10に設けられる上部側連結体８及び下部側連結体
12を介してアライメント枠４及びこのアライメント枠４と一体に移動するように取り付け
られるマスク３を基板２に対してＸ，Ｙ及びθ方向に調整移動することで行うため、従来
のようにアライメント駆動機構を搬送方向と水平方向に直交する方向に突出させることな
く、成膜室１の上下にコンパクトに分割配置することが可能となり、それだけ平面レイア
ウト上の設置スペースを可及的に小さくすることができる。
【０１２５】
　また、剛体としてのチャンバに各固定ベース部５，９を設けるため、位置合わせ精度も
十分確保することができる。また、中央の空間部分を大きくすることができ、マスク冷却
機構や基板吸着機構等の設置がそれだけ容易となる。更に、マスク３の保持モーメントが
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小さくなり、位置合わせ精度に対する影響を少なくでき、それだけ基板サイズの大型化に
対応できるものとなる。従って、駆動機構を上下に分割してそれだけコンパクトにでき、
また、この駆動機構と各連結体８，12のアライメント枠４との連結部との距離を短くでき
るため、それだけ精密な位置合わせ調整移動が可能となる。
【０１２６】
　また、上下の各移動ベース部６，10を移動させるための駆動装置を、成膜室１の上部及
び下部に夫々分割して設けることができ、所定間隔をおいて設けた一対（２つ）の下部側
移動ベース部10を下部側固定ベース部９に対してＸ方向に移動させるボールねじ装置（１
軸）及びＹ方向に移動させるボールねじ装置（各移動ベース部に夫々計２軸）を下部側に
設け、上部側移動ベース部６を上部側固定ベース部５に対してＸ方向に移動させるボール
ねじ機構（１軸）を上部側に設け、各駆動装置による各移動ベース部の移動量を調整設定
することで、アライメント枠４をＸ，Ｙ及びθ方向に自在に調整移動させることができ、
しかも、上部側の駆動装置を少なくしてより安定的に真空槽にアライメント駆動機構を設
けることなどが可能となる。
【０１２７】
　また、前記マスク表面に平行な上下方向であるＹ方向に下部側移動ベース部10を移動せ
しめる下部側駆動機構に設けられるＹ方向用駆動装置を、各下部側移動ベース部10を夫々
独立して移動可能に構成し、上部側駆動機構にはＹ方向用駆動装置を設けない構成とした
から、成膜室１の変形を吸収できることになり、よって、成膜室１の変形によるアライメ
ント駆動機構（のＬＭガイド）への影響を可及的に低減できることになる。
【０１２８】
　更に、真空槽内（真空側）に配置されるのは各連結体８，12のアライメント枠４との連
結部のみであり、アライメント駆動機構の摩擦接触部位が全て真空槽の外部（大気側）に
設けられるため、それだけ成膜室１の内部を清浄な雰囲気に保持することができ、成膜さ
れる薄膜をより高品質なものとすることが可能となる。
【０１２９】
　よって、本実施例は、位置合わせ精度を確保しつつ省スペースを実現し、第四世代以上
の大型基板にも対応可能な極めて実用性に秀れたものとなる。
【符号の説明】
【０１３０】
　１　成膜室
　２　基板
　３　マスク
　４　アライメント枠
　５　上部側固定ベース部
　６　上部側移動ベース部
　７　上部貫通孔
　８　上部側連結体
　９　下部側固定ベース部
　10　下部側移動ベース部
　11　下部貫通孔
　12　下部側連結体
　34，35　ベローズ
　100　蒸発源
　104　坩堝
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